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" Spdsob hydrofobizécie SiO,-povrchov

(5" Riefenie sa tyka zvySenia hydrofdbne-

ho charakteru SiOp povrchov. Podstata rieSe-
nia spoéiva v tom, %e na povrch $i0Op odply-
neny vo vékuu pri teplote 100 ©C sa po dobu
najmenej 2 mindty nechd sorbovat arcmaticky
aldehyd, vyhodne honzaldehyd alebo Skoricovy
aldehyd, a nasorbovany povrch sa vystavi po
dobu 3 a# 15 sekind d¢inku nizkoteplotnej
plazmy o vykone 10 a% 30 W budenej vo vzduchu
alebo kysliku vysokofrekvenénym striedavym
bariérovym alebo jednosmernym tlecim vybojom.
Vyslednd povrchovd dprava je dlohodobo sta-
bilnad vod&i pdsobeniu vlhkosti. Stuped pod-
leptania po 20 hodinich sa znizi voli ne-

upravenému povrchu priblizne o 30 % v zé-
vislosti od pouZitého konkrétneho postupu.
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Vyndlez se tyka spOsobu hydrofobizdcie sioz—povrchov.

lHydratdcion povrch; SiO2 mbEu vznikat silanolové poruchy Si-0H, ktoré majd hydrofilny
chatakter a mbzu spelu so sorbovanou vodou vytviral povrchovi Etruktdru s vyrazne hydrofilugm
prdvanime Ddsledkom existencie hydrofilnyeh porich na povrchu $i0, je nizka adhézia svetlo-
citbive ) vintvy na tomlo povichity, ¢o o sa pie Javu e anbaenin kvality vyanledncho produkta (jrd-
leptanie, zaoblenie hrdn, ...). Nepriaznivy vplyv hydrofilnych oklizif na Si02 povrchu moZno
potlacit ich neutralizdciou bifunkdnymi molekulami obsahujicimi hydrofilndg aj hydrofébnu
skupinu. Na hydrofobizdciu 8102 povrchov sa beZne pouZivajd organokremidité promdtery
adhézie, napriklad sildny ¢i silazany. Sil&novélaparéty st zlideniny typu ARSiXJ, kde
X je skupina, ktord moino hydrolyzovat. lydrolyzou vznikéd silancl typu XRSi(OH)3. Tento
sa vodikovymi vdzbami viaZe so silanolovymi poruchami $i0, povrchu a dalej prechadza na
siloxdny. Ako priklad sildnov uvedeného typu mo¥no uviesﬁhgama-metakryloxy propyltrimetoxy
sildn [Johanson 0. K., Stark F. 0., Vogel G. E., Fleichmann B, M.: J. Composite Mater.,
1, 278 (1968)], vinyltrietoxy sildn, vinyl tri(Z-metoxyetoxy)silén, gama-aminopropyl-
trietoxy silén, amyltrietoxy silén [Inteffaces in Polymer Matrix Composites, ed. Plueddemann
E. P., Acad. Press, N. Y., London 10743. Podobne sa na $i-Ol poruchy viaZe aj v mikroelektro-
nike najbeinej¥ie pouzivany hydrofobiza&ny prostriedok hexametyldisilazdn HMD [Hertl W.,
Hair M. L.: J. Phys. Chem., 75, 2 181 (1971), Hsing H. H., Zetllemoyer A. C.: Prog. Colloid
Polym. Sci., 61, 54 (1976)]. Prehlad daldich pouZivanych promdéterov adhézie je uvedeny
v prehladovom ¢lénku [Vesely K.: Organokremiité spojovacie prostriedky. Chem. listy, 71,
225 (1977[]. Moznym spbsobom hydrofobizédcie SiOz'povrchov je aj postup podla A0 201 102,
kde sa vyuZiva Ffotochemickd aktivdcia povrchu a néslednd chemisorpcia fotosenzibilizdtora

RCOX, kde R je axryl a X je ~H, ~Cl, ~-Br (napr. benzaldehyd, benzylchlorid).

Nevyhodou pouZivanych postupov zaloZenych na aplikdcii organokremiditych zldlenin
je ich pomerne vysokd cena a nizka odolnost voc¢i vzdu$nej vlhkosti a nizka Casovd stabilita.
Nevyhodou postupov s fotochemickou aktivdciou je obtiaZna manipuldcia, nakolko fotochemick&

modifikdcia povrchu 5102 vyZaduje individudlny pristup k modifikovanému povrchu.

Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstrafuje spOsob podla vyndlezu, ktorého podstata
spot¢iva v tom, %Ze na povrch sio2 odplyneny vo vdkuu pri teplote 100 9% sa po dobu najmenej
2 minit nechd sorbovat aromaticky aldehyd (vyhodne benzaldehyd alebo Skoricovy aldehyd)
a nasorbovany povrch sa vystavi po dobu 3 aZ 15 sekund ddéinku nizkoteplotnej plazmy o vykone
10 a¥ 30 W budenej vo vzduchu alebo kysliku (vyhodne pri nizkom tlaku} vysokofrekvencaym,

striedavym alebo jednosmernym generdtorom plazmy. K vytvoreniu chemicky aktivnych systémov

ako napr.
4 o ,’/O /»O {'o

C6H5C‘QH’ C6H5L\QOH, resp. CGHS-CH2 = CHZ—C\OH, CGHS—CH2 = CHZ_C\OOH'

molekil aromatického aldehydu s excitovanymi tasticami plazmy, elektronmi a fotdnmi cestou

radikdlovych reakcif. Takyto aktivny systém je schopny reagovat so silanovymi skupinami,

dochddza interakciou

pricom sa vytvori systém Si-0-R~Y, schopny viazat svojou hydrofobnou skupinou aplikovani
polymérnu vrstvu. Uvedend plazmochemickd aktivdcia nizkoteplotnou plazmou zabezpeluje
rovnomernd pdsobenie Gastic plazmy na aktivovany substrdt. P8sobenie plazmy nie je pri

vnoreni substrdtu do plazmy smerovo zdvislé.

Vyhody spdsobu hydrofobizéacie 5102 povrchov podla vyndlezu sd v tom, ¥e povrchové& Uprava
aromatickym aldehydom v plazme je dlhodobo stabilnéd voli pbsobeniu vlhkosti. Spdsob hydrofo-
bizdcie podla vyndlezu umoZiluje spojit jednotlivé kroky do spojitého technologického procesu

nevyZadujdiceho manipuldciu so substrédtom.
Predmet vyndlezu ilustruji nasledujice priklady.

pri{iklad 1

$i0, substrat sa ulo?{ na vyhrievand podloZku do vdkuovej komory vysokofrekvenéného
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generdtora plazmy a vyhriatim na teplotu 100 °C sa odplyni. Do vakuového systému po vychladnu-
ti substrdtu sa napustia pary benzaldehydu a 2 minuty sa nechaju sorbovat na Sio2 povrch., Po
sorpcii a od¢erpan{ sa nastavi prietok pracovného plynu-vzduchu tak, aby vo vdakuovej komore
hot okalo 100 Pa. Ll takychlo podmienbech sa na 15 sekind za vysokofrekvendny vl

o vykone 10 W..Kvalita upravenc¢ho povrchu sa po dobu niekolkych dni nemenf. Stupeli podlepta-
Db e 0 heninAe e 2T T v b g e o vy el e ey e i e el e avendam

hesame Ly Tdisi lazdnom o 1h
Pr ikt ad 2

Postupuje sa ako v priklade 1 s tym rozdielom, Ze namiesto vzduchu sa ako pracovny

plyn pouzije kyslik.
priklad 3

Postupuje sa ako v priklade 1 s tym rozdielom, ze substrdt sa exponuje v plazme pri

vykone 30 W po dobu 3 sckundy.
Pr ik Lad 4

Postupuje sa ako v priklade 2 s tym rozdielom, Ze substrdt sa exponuje v plazme pri

vykone 30 W po dobu 3 sckundy.

%2

P riklad

rostupuje sa ako v priklade | s tym rozdielom, %e na povrch substrédtu sa nechda sorbovat
Zxoricovy aldehyd. Casovd stdlost dpravy povrchu a odolnost voli vlhkosti je vyborné a

stupeil podleptania po 20 hodindch sa zniZi vo¢i neupravenému povrchu o 40 %.

Puriklad 6

Postupuje sa ako v priklade 2 s tym rozdielom, %e na povrchu substrdtu sa nechd sorbovat
$koricovy aldchyd.
Priklad 7

Postupuje sa ako v priklade 3 s tym rozdielom, %¥e na povrch substrdtu sa nechd sorbovat

gkoricovy aldehyd.

priklad 8

postupuje sa ako v priklade 4 s tym rozdielom, Ze na povrch substrétu sa nechi sorbovat

Skoricovy aldehyd.
Pprf{klad 9

5102 substrit sa odplyni vo vakuovej sudiarni pri 100 %. po vychladnuti sa uloZ{
do pdr benzaldehydu na 2 mindty a potom sa vloZi do vybojového priestoru striedavého bariero-
vého vyboja. Povrch SiO2 sa vystavi po dobu 15 sekund u&inkom plazmy bariérového vyboja vo
vzduchu pri atmosférickom tlaku s vykonom 10 W. Stupeii podleptania po 20 hodindch sa voé&i

neupravenému povrchu zniZzil o 20 %.

priklad 10

Postupuje sa ako v priklade 9 s tym rozdielom, Ze na substrdt sa nechd sorbovat &kori-

covy aldehyd.
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SiOE substrdt sa uloifi na vyhrievani podloZku do vdkuovej komory pre tlec{ vyboj a vy-
hriatfm na 100 ¢ sa odpiyni. bo vAknoveho systdmnm po vychladnulf substratn sa napustia
pary benzaldebydu a 2 mity sa nechd benzaldehyd sorbovat na SiO2 povrch. Po sorpcii a
adfcrpant sa pastavi padctol pracosndho plynn - kyalfka tak, ahy tlak ve vAkove ] komore
bol okolo 100 Fa. Pri Lakychto poduicokach sa na 15 sckind zapdli tleci vyhoj o vykone
10 W. Upraveny povrch je ¢asovo stabilny a je Pdolny voli pOsobeniu vlhkosti. Stupe# pod-

leptania po 20 hodindch sa zniZi vodi neupravenému povrchu o 35 %.

"Trv{klLad 12

Postupuje sa ako v priklade 11 s tym rozdielom, Ze na povrch Sio2 sa nechd sobrovat

Skoricovy aldehyd.

PREDMET VYNALEZU

spOsob hydrofobizécie Si02—povrchov vyznadujlici sa tym, Ze na povrch odplyneny vo
vakuu pri teplote 100 °¢ sa po dobu najmenej 2 mindty nechd sorbovat aromaticky aldehyd,
vyhodue benzaldehyd alebo $koricovy aldehyd, a nasorbovany povrch sa vystavi{ po dobu 3 a%
15 sekind &inku nizkoteplotnej plazmy o vykone 10 a% 30 W budenej vo vzduchu alebo kysliku,
vyhodne pri nizkom tlaku, vysokofrekvenénym, striedavym bariérovym alebo jednosmernym

tlecim vybojom.

Severografia, n. p., MOST Cena 2,40 K&s
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